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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第１区分
【発行日】平成26年5月29日(2014.5.29)

【公開番号】特開2012-223697(P2012-223697A)
【公開日】平成24年11月15日(2012.11.15)
【年通号数】公開・登録公報2012-048
【出願番号】特願2011-92918(P2011-92918)
【国際特許分類】
   Ｃ０２Ｆ   1/44     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  61/22     (2006.01)
   Ｂ０１Ｄ  65/02     (2006.01)
   Ｃ０２Ｆ   1/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｃ０２Ｆ   1/44    　　　Ｄ
   Ｃ０２Ｆ   1/44    　　　Ａ
   Ｂ０１Ｄ  61/22    　　　　
   Ｂ０１Ｄ  65/02    ５２０　
   Ｃ０２Ｆ   1/28    　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成26年4月16日(2014.4.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明は、以下のとおりである。
１）槽内の固形物含有水の固形物濃度が、限界固形物濃度（Ｃｔ）として、０．１Ｃｔ～
Ｃｔ、又は該固形物濃度が３０００～３００００ｍｇ/Ｌとなるまで該固形物含有水の膜
ろ過と定期的な洗浄の実施を含む膜ろ過工程、前記膜ろ過工程後に該槽内の固形物含有水
の全量又は一部を排水する排水工程、前記排水工程後に該槽内に原水を供給するとともに
固形物含有水中の粉末活性炭濃度が５０ｍｇ／Ｌ以上の目標値となるように制御する充水
工程を含む、浄水処理方法。
２）槽、膜エレメント及び集水部を有し槽内に浸漬される膜モジュール、及び槽下部に設
置された散気装置を有する膜ろ過装置、及び粉末活性炭注入装置を含む、上記１）の浄水
処理方法を実施するための浄水処理装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　槽内の固形物含有水の固形物濃度が、限界固形物濃度（Ｃｔ）として、０．１Ｃｔ～Ｃ
ｔとなるまで該固形物含有水の膜ろ過と定期的な洗浄の実施を含む膜ろ過工程、前記膜ろ
過工程後に該槽内の固形物含有水の全量又は一部を排水する排水工程、前記排水工程後に
該槽内に原水を供給するとともに固形物含有水中の粉末活性炭濃度が５０ｍｇ／Ｌ以上の
目標値となるように制御する充水工程を含む、浄水処理方法。
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【請求項２】
　槽内の固形物含有水の固形物濃度が、３０００～３００００ｍｇ/Ｌとなるまで該固形
物含有水の膜ろ過と定期的な洗浄の実施を含む膜ろ過工程、前記膜ろ過工程後に該槽内の
固形物含有水の全量又は一部を排水する排水工程、前記排水工程後に該槽内に原水を供給
するとともに固形物含有水中の粉末活性炭濃度が５０ｍｇ／Ｌ以上の目標値となるように
制御する充水工程を含む、浄水処理方法。
【請求項３】
　前記排水工程は、充水工程での充水後の固形物濃度が０．１Ｃｔ以下、又は３０００ｍ
ｇ/Ｌ以下になるように固形物含有水を排水する、請求項１又は２の浄水処理方法。
【請求項４】
　前記膜ろ過工程は、充水工程後、原水水質に応じて粉末活性炭を注入する工程を有する
、請求項１～３のいずれか１項の浄水処理方法。
【請求項５】
　前記排水工程において、排水する際に、前記膜に空気を供給する、請求項１～４のいず
れか１項の浄水処理方法。
【請求項６】
　前記排水工程後の槽内水位が、膜エレメントの最下部より低い位置となるように排水す
る、請求項１～５のいずれか１項の浄水処理方法。
【請求項７】
　槽、膜エレメント及び集水部を有し槽内に浸漬される膜モジュール、及び槽下部に設置
された散気装置を有する膜ろ過装置、及び粉末活性炭注入装置を含む、請求項１～６のい
ずれか１項の浄水処理方法を実施するための浄水処理装置。
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